
紫外線応用技術で卓越する
Excellence in UV application technology

半 導 体

研究・開発の目的・背景：
エレクトロニクス微細加工技術は革新が進みつづけて
います。これにともない半導体など先端技術の製造工
程では、デコンタミネーション、表面処理が不可欠に
なりました。このためのキーテクノロジーには真空紫
外光（172nm VUV)を用いる基板表面のドライ洗浄な
いし改質があります。洗浄能力の向上、処理時間の短
縮が常に要求されつづけています。この市場ニーズに
応えるテクノロジーとしてエキシマVUV光が非常に有
効な手段として認められ、注目されています。また、
物理的な処理（ウェット洗浄）では限界が来ており、
光での処理が必要となっていることもあり、弊社はエ
キシマランプを開発しました。

研究・開発内容：
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効果・応用分野・
アピールポイントなど：

今後について：

近年、検査機の能力が上がり、微細な異物を検出する
ことが出来るようになってきたことで、ナノオーダー
の微細な異物を除去したいという要求が増えてきてい
ます。また、繊細なデバイスが増えてきており、より
デバイスにダメージを与えず表面処理を行うことので
きる技術が求められています。
そういった課題を解決すべく、弊社エキシマランプを
ご活用頂きたいと考えております。

住所：岡山県井原市木之子町167番地
：0866-62-1367
：daisuke.tsureishi@quark-

tec.com
URL ：http://www.quark-tec.com/

■当社製エキシマランプを使用することによる期待効
果／メリット
・12インチウェハを一括照射可能

（当社にしかできない独自技術）
・当社独自技術である、面全面が発行する「フラット

タイプ」によりワーク全面を一括照射可能。
・全面照射することで高照度で照射ムラの無い均一

な照射が可能となります。
・デバイスに対し電気ダメージを与えず表面処理可能。
・デバイスの表面を荒らすことなく表面処理可能
・ナノオーダーの微細な異物を除去
・水銀フリー

主な事業内容：

弊社は最先端の光応用技術を利用したUV光源専門メー
カーです。
半導体、ディスプレイの製造プロセス向けに表面改質、
有機物除去、除電など行えるエキシマランプ（172nm)、
UV硬化を行うUV-LED照射装置(265～405nm)、
フレキシブル材料の微細加工やレーザリフトオフを行
う光学系含めたUVレーザシステム（355nm)の開発、
製造をしております。
真空紫外光源の開発により、半導体製造技術を始め、
FPDから電子基板、フィルム素材などの製造技術に導
入させて頂いております。

172nm光は非常に高いエネルギー（695.77KJ/mol）を持つため、様々な分子結合を
切断する事ができます。
そのため、通常のウェット洗浄では得られない有機物除去効果が期待できます。
コンタミネーション有機物が次の式に示す反応をおこすことで、効率よく有機物を
酸化、揮発させることで除去します。

O2 → O + O
O + O2 → O3
CH + hν(172nm) + O + O → COOH
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